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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Kierunek studiów: Inżynieria Chemiczna i Procesowa Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: I

Stopień studiów: I

Specjalności: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii,Inżynieria Procesów Technologicznych

1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Wielodziałowe układy wyparne

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Multi-compartment evaporative systems

Kod przedmiotu WITCh ICHIP oIS C44 18/19

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 1.00

Semestry 5

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykłady Ćwiczenia Laboratorium
Laboratorium
komputero-

we
Projekt Seminarium

5 15 0 0 0 0 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z aparatami wyparnymi

Cel 2 Zapoznanie studentów z aparatami do odparowania i warzenia mieszanin substancji

Cel 3 Zapoznanie studentów z procesami wymiany ciepła w wyparkach

Kod archiwizacji:
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Cel 4 Zapoznanie studentów z działami wyparnymi oraz zatężeniem roztworów w układach wielodziałowych

Cel 5 Zapoznanie studentów z termokompresją i samoodparowaniem wielodziałowym

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu procesów wymiany ciepła.

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe pojęcia stosowane w aparatach wyparnych

EK2 Wiedza Student potrafi opisać procesy wymiany ciepła zachodzące w aparatach wyparnych

EK3 Umiejętności Student potrafi dobrać rodzaj aparatu wyparnego w zależności od substancji poddawanej
zatężaniu

EK4 Wiedza Student zna różne rodzaje wielodziałowych aparaty wyparne

EK5 Umiejętności Student potrafi zastosować wielodziałowy proces wyparny do konkretnej substancji podda-
wanej zatężaniu

6 Treści programowe

Wykłady

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1 Wprowadzenie wyparki i układy wyparne 1

W2 Aparaty do odparowania i warzenia typowe konstrukcje 2

W3 Rozpuszczanie i rozpuszczalność 1

W4 Wpływ własności roztworu na rozwiązanie konstrukcyjne i ruch wyparek 2

W5 Procesy wymiany ciepła w wyparkach 2

W6 Techniczny proces odparowania 2

W7 Działy wyparne, Zatężenie roztworu w układach wielodziałowych 2

W8 Termokompresja i samoodparowanie wielodziałowe 1

W9 Przykłady wyparek i instalacji wyparek 1

W10 Skraplacz barometryczny 1

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
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N2 Konsultacje

N3 Dyskusja

N4 Prezentacje multimedialne

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 15

Konsultacje przedmiotowe 4

Egzaminy i zaliczenia w sesji 1

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 5

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1.00

9 Sposoby oceny

Ocena podsumowująca

P1 Test

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Ocena 5.0 - Powyżej 86% punktów możliwych do uzyskania

W2 Ocena 4.5 - Powyżej 71% punktów możliwych do uzyskania

W3 Ocena 4.0 - Powyżej 64% punktów możliwych do uzyskania

W4 Ocena 3.5 - Powyżej 57% punktów możliwych do uzyskania

W5 Ocena 3.0 - Powyżej lub równo 51% punktów możliwych do uzyskania

W6 Ocena 2.0 - Poniżej 51% punktów możliwych do uzyskania
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Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 Student nie zna podstawowych pojęć stosowanych w aparatach wyparnych

Na ocenę 3.0
Student w dopuszczającym stopniu zna podstawowe pojęcia stosowane
w aparatach wyparnych

Na ocenę 3.5
Student w dość dobrym stopniu zna podstawowe pojęcia stosowane w aparatach
wyparnych

Na ocenę 4.0
Student w dobrym stopniu zna podstawowe pojęcia stosowane w aparatach
wyparnych

Na ocenę 4.5
Student w ponad dobrym stopniu zna podstawowe pojęcia stosowane
w aparatach wyparnych

Na ocenę 5.0
Student w bardzo dobrym stopniu zna podstawowe pojęcia stosowane
w aparatach wyparnych

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0
Student nie potrafi opisać procesy wymiany ciepła zachodzące w aparatach
wyparnych

Na ocenę 3.0
Student dostatecznie potrafi opisać procesy wymiany ciepła zachodzące
w aparatach wyparnych

Na ocenę 3.5
Student dość dobrze potrafi opisać procesy wymiany ciepła zachodzące
w aparatach wyparnych

Na ocenę 4.0
Student dobrze potrafi opisać procesy wymiany ciepła zachodzące w aparatach
wyparnych

Na ocenę 4.5
Student ponad dobrze potrafi opisać procesy wymiany ciepła zachodzące
w aparatach wyparnych

Na ocenę 5.0
Student bardzo dobrze potrafi opisać procesy wymiany ciepła zachodzące
w aparatach wyparnych

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0
Student nie potrafi dobrać rodzaj aparatu wyparnego w zależności od substancji
poddawanej zatężaniu

Na ocenę 3.0
Student dostatecznie potrafi dobrać rodzaj aparatu wyparnego w zależności od
substancji poddawanej zatężaniu

Na ocenę 3.5
Student dość dobrze potrafi dobrać rodzaj aparatu wyparnego w zależności od
substancji poddawanej zatężaniu

Na ocenę 4.0
Student dobrze potrafi dobrać rodzaj aparatu wyparnego w zależności od
substancji poddawanej zatężaniu
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Na ocenę 4.5
Student ponad dobrze potrafi dobrać rodzaj aparatu wyparnego w zależności od
substancji poddawanej zatężaniu

Na ocenę 5.0
Student bardzo dobrze potrafi dobrać rodzaj aparatu wyparnego w zależności od
substancji poddawanej zatężaniu

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0 Student nie zna rodzajów wielodziałowych aparatów wyparnych

Na ocenę 3.0 Student dostatecznie zna rodzaje wielodziałowych aparatów wyparnych

Na ocenę 3.5 Student dość dobrze zna rodzaje wielodziałowych aparatów wyparnych

Na ocenę 4.0 Student dobrze zna rodzaje wielodziałowych aparatów wyparnych

Na ocenę 4.5 Student ponad dobrze zna rodzaje wielodziałowych aparatów wyparnych

Na ocenę 5.0 Student bardzo dobrze zna rodzaje wielodziałowych aparatów wyparnych

Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0
Student nie potrafi zastosować wielodziałowy proces wyparny do konkretnej
substancji poddawanej zatężaniu

Na ocenę 3.0
Student dostatecznie potrafi zastosować wielodziałowy proces wyparny do
konkretnej substancji poddawanej zatężaniu

Na ocenę 3.5
Student dość dobrze potrafi zastosować wielodziałowy proces wyparny do
konkretnej substancji poddawanej zatężaniu

Na ocenę 4.0
Student dobrze potrafi zastosować wielodziałowy proces wyparny do konkretnej
substancji poddawanej zatężaniu

Na ocenę 4.5
Student ponad dobrze potrafi zastosować wielodziałowy proces wyparny do
konkretnej substancji poddawanej zatężaniu

Na ocenę 5.0
Student bardzo dobrze potrafi zastosować wielodziałowy proces wyparny do
konkretnej substancji poddawanej zatężaniu

10 Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1
K1_W02
K1_U10 b Cel 1 W1 W2 W6 W10 N1 N2 N3 N4 P1

EK2
K1_W02
K1_W03
K1_K03

Cel 2 W2 W4 W5 W6
W8 W9 N1 N2 N3 N4 P1

EK3

K1_W03
K1_W08 b
K1_W09
K1_W10 b
K1_U10 b

Cel 3 W1 W2 W3 W4
W7 W8 W9 W10 N1 N2 N3 N4 P1

EK4
K1_W03
K1_W08 b Cel 4 W6 W7 W8 W9 N1 N2 N3 N4 P1

EK5

K1_W04
K1_W08 b
K1_W10 b
K1_U10 b

Cel 5 W1 W5 W6 W7
W8 W9 W10 N1 N2 N3 N4 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Rant Z. — Odparowanie w teorii i praktyce, Warszawa, 1959, WNT

Literatura uzupełniająca

[1 ] Ciborowski J. — Inżynieria Chemiczna Inżynieria Procesowa, Warszawa, 1973, WNT

[2 ] Gradoń L., Selecki A. — Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, Warszawa, 1985, WNT

[3 ] Boruch M., Król B. — Procesy Technologii Żywności, Łódź, 1993, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

[4 ] Warych J. — Aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego i przetwórczego, Warszawa, 1996, WSiP

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr inż. Sebastian Pater (kontakt: sebastian.pater@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot

1 dr inż Sebatian Pater (kontakt: sebapater@chemia.pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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